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１．概要（Summary） 

MEMS で水晶ウェハに微細パターンを形成することで、

高分解能な傾斜センサを開発している。水晶に形成する

電極はリフトオフプロセスと、その後のエッチングで形成さ

れる。しかし、エッチング工程にてエッチングが正常に実

施できない問題が発生した。そこで、共同研究開発センタ

ーの設備を用いて、原因の調査と対策を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ドラフトチャンバー、超純水製造装置、両面マスクアライ 

ナ、レーザーマイクロスコープ、走査型電子顕微鏡 

【実験方法】 

(1). 走査型電子顕微鏡による観察 

(2). ウェハ洗浄、スパッタ 

(3). フォトリソグラフィー 

(4). リフトオフ 

(5). 洗浄 

(6). 金属薄膜エッチング 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

エッチング前の水晶ウェハの表面状態の確認を行った。

Fig.1.に走査型電子顕微鏡にて観察した写真を示す。

Fig.1.より、電極パターン上に点々と異物が付着している

ことが確認される。Fig.2.に付着している異物を特定する

ために行った、EDS 機能を用いて異物の元素分析結果

を示す。ウェハ表面には、電極材であるAu以外にCが検

出された。このことから有機物が電極表面に付着しエッチ

ングを阻害していたと判断した。そこで、有機物を除去す

るために有機溶剤、酸などによる洗浄にて効果を確認し

たところ、酸にて洗浄する事で、効果的に有機物が除去さ

れエッチングが正常に行えることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 

Fig.1. SEM images of Wafer surface. 

Fig.2. Analysis results by EDS 

Foreign matter 


